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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成22年5月20日(2010.5.20)

【公表番号】特表2008-519433(P2008-519433A)
【公表日】平成20年6月5日(2008.6.5)
【年通号数】公開・登録公報2008-022
【出願番号】特願2007-539114(P2007-539114)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/027    (2006.01)
   Ｇ０３Ｆ   7/20     (2006.01)
   Ｇ０２Ｂ  17/08     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  21/30    ５１５Ｄ
   Ｇ０３Ｆ   7/20    ５２１　
   Ｈ０１Ｌ  21/30    ５１７　
   Ｇ０２Ｂ  17/08    　　　Ｚ

【手続補正書】
【提出日】平成22年4月5日(2010.4.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　投影光学系であって、光軸に沿って、
　凹球面ミラーと、
　前記ミラーに位置すると共に前記光軸の中心に配置され、前記投影光学系の開口数（Ｎ
Ａ）を決定する開口絞りと、
　前記ミラーに隣接すると共に前記ミラーから間隔を空けて配置された正の屈折力を有す
る正のレンズ群と、
　第１及び第２の平面をそれぞれ有する第１及び第２のプリズムと、
　を含み、
　前記第２の平面が前記光軸の両側で前記正のレンズに隣接して配置され、前記第１の平
面が対物面及び像面にそれぞれ隣接して配置され、
　前記投影光学系が等倍率を有し、２以上の紫外線波長に２以上の共通焦点を有すると共
に可視波長に別の共通焦点を有する投影光学系。
【請求項２】
　請求項１において、３つの紫外線波長に３つの共通焦点を有する投影光学系。
【請求項３】
　請求項１において、４つの紫外線波長に４つの共通焦点を有する投影光学系。
【請求項４】
　請求項１において、前記紫外線波長がｇ，ｈ，ｉ波長を含む露光バンド内にある投影光
学系。
【請求項５】
　請求項２において、前記可視波長が５００ｎｍ～７００ｎｍの可視アライメントバンド
内にある投影光学系。
【請求項６】
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　請求項１において、前記正のレンズ群が、前記ミラーに向かって順に正のレンズと負レ
ンズとからなる投影光学系。
【請求項７】
　請求項６において、前記正のレンズが前記ミラーに面する凸面を有する平凸レンズであ
り、前記負のレンズが前記ミラーに面する凸面を有するメニスカスレンズである投影光学
系。
【請求項８】
　請求項７において、前記平凸レンズエレメントが融解石英、石英ガラス、ガラス種４５
８６７８のいずれかで形成されている投影光学系。
【請求項９】
　請求項７において、前記負のメニスカスレンズエレメントがガラス種５４８４５８及び
５３２４９０のいずれかで形成されている投影光学系。
【請求項１０】
　請求項１において、前記正のレンズ群が、前記ミラーに向かって順に、正のレンズと第
１及び第２の負のメニスカスレンズとからなる投影光学系。
【請求項１１】
　請求項１０において、前記第１及び第２の負のメニスカスレンズがエアスペースによっ
て分離されている投影光学系。
【請求項１２】
　請求項１において、前記ミラーが非球面を有する投影光学系。
【請求項１３】
　請求項１において、前記第１及び第２のプリズムが、６０３６０６，５５７５８７，５
８９６１３，５４０５９７を含むガラス種から選択されるガラス種でそれぞれ形成されて
いる投影光学系。
【請求項１４】
　請求項１において、０．１６～０．４の開口数を有する投影光学系。
【請求項１５】
　請求項１において、可変開口数を有する投影光学系。
【請求項１６】
　請求項７において、０．２０～０．４０の開口数を有する投影光学系。
【請求項１７】
　請求項１において、前記正のレンズ群が、前記ミラーに向かって順に、前記ミラーに面
する凸面を有する平凸レンズと、前記ミラーに面する凸面を有する負のメニスカスレンズ
と、前記ミラーに面する凸面を有する正のメニスカスレンズと、からなる投影光学系。
【請求項１８】
　請求項１７において、前記露光バンドがｇ，ｈ，ｉ波長を含む投影光学系。
【請求項１９】
　請求項１７において、前記ミラーが非球面を有する投影光学系。
【請求項２０】
　請求項１７において、前記主レンズ群において隣接面が接触している投影光学系。
【請求項２１】
　請求項１７において、前記第１及び第２のプリズムがガラス種５５７５８７で形成され
ている投影光学系。
【請求項２２】
　請求項１７において、前記平凸レンズが融解石英、石英ガラス、ガラス種４５８６７８
のいずれかで形成されている投影光学系。
【請求項２３】
　請求項１７において、前記負のメニスカスレンズエレメントがガラス種５４８４５８で
形成されている投影光学系。
【請求項２４】
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　請求項２３において、前記正のメニスカスレンズエレメントがガラス種５６７４２８で
形成されている投影光学系。
【請求項２５】
　請求項１７において、０．２～０．４の開口数を有する投影光学系。
【請求項２６】
　請求項１において、前記正のレンズ群が、前記ミラーに向かって順に、前記ミラーに面
する凸面を有する平凸レンズと、前記ミラーに面する凸面を有する第１の負のメニスカス
レンズと、前記ミラーに面する凸面を有する第２の負のメニスカスレンズと、からなる投
影光学系。
【請求項２７】
　請求項２６において、前記ミラーが非球面を有する投影光学系。
【請求項２８】
　請求項２６において、前記レンズ群において隣接面が接触している投影光学系。
【請求項２９】
　請求項２６において、前記第１及び第２のプリズムが６０３６０６，５５７５８７，５
８９６１３，５４０５９７を含むガラス種群から選択されるガラス種でそれぞれ形成され
ている投影光学系。
【請求項３０】
　請求項２６において、前記平凸レンズエレメントが融解石英、石英ガラス、ガラス種４
５８６７８、ガラス種４６４６５８のいずれかで形成されている投影光学系。
【請求項３１】
　請求項３０において、前記第１の負のメニスカスレンズエレメントがガラス種５３２４
９０及びガラス種５４８４５８のいずれかで形成されている投影光学系。
【請求項３２】
　請求項３１において、前記第２の負のメニスカスレンズエレメントがガラス種５８１０
８及びガラス種５８１０９のいずれかで形成されている投影光学系。
【請求項３３】
　請求項２６において、０．１６～０．４０の開口数を有する投影光学系。
【請求項３４】
　請求項１において、前記正のレンズ群が、前記ミラーに向かって順に、前記ミラーに面
する凸面を有する平凸レンズと、前記ミラーに面する凸面を有する第１の負のメニスカス
レンズと、前記ミラーに面する凸面を有し、前記第１の負のメニスカスレンズから間隔を
空けて設けられた第２の負のメニスカスレンズと、からなる投影光学系。
【請求項３５】
　請求項３４において、少なくとも１つのレンズエレメントが非球面を有する投影光学系
。
【請求項３６】
　請求項３４において、前記ミラーが非球面を有する投影光学系。
【請求項３７】
　請求項３４において、前記レンズ群の一対の隣接面が接触している投影光学系。
【請求項３８】
　請求項３４において、前記第１及び第２のプリズムがガラス種５８９６１３で形成され
ている投影光学系。
【請求項３９】
　請求項３４において、前記平凸レンズエレメントが融解石英、石英ガラス、ガラス種４
５８６７８、ガラス種４６４６５８のいずれかで形成されている投影光学系。
【請求項４０】
　請求項３４において、前記第１の負のメニスカスエレメントがガラス種５４８４５８で
形成されている投影光学系。
【請求項４１】
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　請求項３４において、前記第２の負のメニスカスレンズがガラス種５８１０８及び５８
１０９のいずれかで形成されている投影光学系。
【請求項４２】
　請求項３４において、０．２～０．４の開口数を有する投影光学系。
【請求項４３】
　請求項２６において、前記露光バンド内に少なくとも４つの共通焦点を有する投影光学
系。
【請求項４４】
　請求項４３において、可視波長に第５の共通焦点を有する投影光学系。
【請求項４５】
　請求項４３において、少なくとも１つのレンズエレメントが非球面を有する投影光学系
。
【請求項４６】
　請求項４３において、前記ミラーが非球面を有する投影光学系。
【請求項４７】
　請求項４３において、前記レンズ群の一対の隣接面が接触している投影光学系。
【請求項４８】
　請求項４３において、前記第１及び第２のプリズムがガラス種６０３６０６で形成され
ている投影光学系。
【請求項４９】
　請求項４３において、前記平凸レンズが融解石英、石英ガラス、ガラス種４５８６７８
のいずれかで形成されている投影光学系。
【請求項５０】
　請求項４３において、前記第１及び第２の負のメニスカスエレメントの一方が５４８４
５８，５３２４９０，５８１４０８，５６７４２８を含むガラス種群から選択されるガラ
ス種で形成されている投影光学系。
【請求項５１】
　請求項４３において、０．１６～０．１８の開口数と、少なくとも６１．５ｍｍ×６１
．５ｍｍの正方形の露光フィールドサイズ及び少なくとも５０ｍｍ×１００ｍｍの矩形の
露光フィールドサイズの１つと、を有する投影光学系。
【請求項５２】
　請求項４３において、前記ミラーの半径の約０．０６７倍のフィールド半径を有する露
光フィールドを有する投影光学系。
【請求項５３】
　請求項１に記載の投影光学系と、
　対物面でマスクを支持することができるマスクステージと、
　ｇ線、ｈ線、ｉ線の波長の少なくとも１つで前記マスクを照明する照明系と、
　像面でウェハを可動的に支持することができるウェハステージと、
　を含む投影リソグラフィー装置。
【請求項５４】
　請求項５３において、０．１６～０．１８の開口数と、少なくとも６１．５ｍｍ×６１
．５ｍｍの正方形の露光フィールドサイズ及び少なくとも５０ｍｍ×１００ｍｍの矩形の
露光フィールドサイズの１つと、を有する投影リソグラフィー装置。
【請求項５５】
　請求項５３において、前記ミラーの半径の約０．０６７倍のフィールド半径を有する露
光フィールドを有する投影リソグラフィー装置。
【請求項５６】
　請求項１７に記載の投影光学系と、対物面でマスクを支持することができるマスクステ
ージと、ｇ線、ｈ線、ｉ線の波長の少なくとも１つで前記マスクを照明する照明系と、像
面でウェハを可動的に支持することができるウェハステージと、を含む投影リソグラフィ
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ー装置。
【請求項５７】
　請求項５６において、０．１６～０．１８の開口数と、少なくとも６１．５ｍｍ×６１
．５ｍｍの正方形の露光フィールドサイズ及び少なくとも５０ｍｍ×１００ｍｍの矩形の
露光フィールドサイズの１つと、を有する投影リソグラフィー装置。
【請求項５８】
　請求項５６において、前記ミラーの半径の約０．０６７倍のフィールド半径を有する露
光フィールドを有する投影リソグラフィー装置。
【請求項５９】
　請求項２６に記載の投影光学系と、
　対物面でマスクを支持することができるマスクステージと、
　ｇ線、ｈ線、ｉ線の波長の少なくとも１つで前記マスクを照明する照明系と、
　像面でウェハを可動的に支持することができるウェハステージと、
　を含む投影リソグラフィー装置。
【請求項６０】
　請求項５９において、０．１６～０．１８の開口数と、少なくとも６１．５ｍｍ×６１
．５ｍｍの正方形の露光フィールドサイズ及び少なくとも５０ｍｍ×１００ｍｍの矩形の
露光フィールドサイズの１つと、を有する投影リソグラフィー装置。
【請求項６１】
　請求項５９において、前記ミラーの半径の約０．０６７倍のフィールド半径を有する露
光フィールドを有する投影リソグラフィー装置。
【請求項６２】
　請求項３４に記載の投影光学系と、
　対物面でマスクを支持することができるマスクステージと、
　ｇ線、ｈ線、ｉ線の波長の少なくとも１つで前記マスクを照明する照明系と、
　像面でウェハを可動的に支持することができるウェハステージと、
　を含む投影リソグラフィー装置。
【請求項６３】
　請求項６２において、０．１６～０．１８の開口数と、少なくとも６１．５ｍｍ×６１
．５ｍｍの正方形の露光フィールドサイズ及び少なくとも５０ｍｍ×１００ｍｍの矩形の
露光フィールドサイズの１つと、を有する投影リソグラフィー装置。
【請求項６４】
　請求項６２において、前記ミラーの半径の約０．０６７倍のフィールド半径を有する露
光フィールドを有する投影リソグラフィー装置。
【請求項６５】
　請求項４３に記載の投影光学系と、
　対物面でマスクを支持することができるマスクステージと、
　ｇ線、ｈ線、ｉ線の波長の少なくとも１つで前記マスクを照明する照明系と、
　像面でウェハを可動的に支持することができるウェハステージと、
　を含む投影リソグラフィー装置。
【請求項６６】
　請求項６５において、０．１６～０．１８の開口数と、少なくとも６１．５ｍｍ×６１
．５ｍｍの正方形の露光フィールドサイズ及び少なくとも５０ｍｍ×１００ｍｍの矩形の
露光フィールドサイズの１つと、を有する投影リソグラフィー装置。
【請求項６７】
　請求項６５において、前記ミラーの半径の約０．０６７倍のフィールド半径を有する露
光フィールドを有する投影リソグラフィー装置。
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